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１．概要（Summary） 

自己検出型カンチレバーの感度向上が必要であり、そ

の歪センサーにはグラフェンが有望である。今回、グラフ

ェンを歪センサーとした自己検出型カンチレバーの作製

の際に必要なマスクレス露光装置における露光条件を検

証した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

マスクレス露光装置 

 

【実験方法】 

レジストが幅 3 μm、長さ 24 μm の短冊状になるよう

CAD を作製し、露光量を変えながら露光した。その後現

像を行い、光学顕微鏡でレジスト(PFI38A7)の大きさを確

認することで最適な露光量を求めた。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

240 mJ/cm2 で露光、現像を行い、その後光学顕微鏡

で観察したレジストの様子を Fig. 1に示す。露光量とレジ

スト幅の平均との関係を示したものを Fig. 2に示す。露光

量を小さくしてもレジスト幅に大きな違いは見られなかっ

た。 

 

Fig. 1 The resist exposed at 240 mJ/cm2.  

 

Fig. 2 The relationship between exposure dose and 

pattern width. 
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